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論文内容の要旨 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



論文審査の結果の要旨 

 
論文内容について審査し、博士論文としての必要な条件を満たしていると認められた。 

本論文は、年々高まるプラズマプロセス中の基盤の高精度温度モニタリングの要求に対応するため、高真空、高

周波電界存在下での温度計測に適する低コヒーレンス干渉温度計を開発すると共にこれを実プラズマエッチング

装置に搭載、評価した結果をまとめたもので、次の点に特徴を有する。（1）エッチング中の基板やチェンバー内の

部品の温度のリアルタイムかつ高精度な計測手法を実現した。（2）薄膜エッチングプロセス中の薄膜の厚さと基盤

の温度のリアルタイムかつ高精度な同時計測手法を実現した。（3）エッチングプロセス中のプラズマからの熱流の

解析方法を確立した。（4）低コヒーレンス干渉温度計によりエッチングプロセスにおける課題の原因解明を行い生

産性向上の指針を得た。従来、基盤の温度モニタリング装置を実装置に搭載し高精度な温度計測を実現した例はな

く、オリジナリティーが高く工学的にも有用な研究と判断された。なお、予備審査では文章の推敲不足が指摘され

たが、その後の修正で改善された。 

 

最終試験の結果の要旨 

 
  公聴会・最終試験を 2012 年 2月 1日に実施した。論文の内容及び関連事項についての試問を行った結果、質疑応

答が適切であり、最終試験に合格と判定した。 

  論文審査及び最終試験の結果を総合的に検討し、博士学授与に値すると判断した。 

 

  


